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ODUVODNENI VEREJNE ZAKAZKY
s hazvem
,,RASTROVACI AUGEROVA MIKROSKOPIE - CEITEC MU“

vyhotovené podle § 156 zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,

v platném znéni (dale jen Zakon o VZ)

1. ODUVODNENI UCELNOSTI VEREJNE ZAKAZKY

a)

b)

Popis potFeb, které maji byt splnénim vefejné zakazky naplnény

Zakazka , Rastrovaci Augerova mikroskopie - CEITEC MU“ je zadavana a financovana z
Operaéniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace v ramci projektu ,,CEITEC -
stiedoevropsky technologicky institut®, registraéni &islo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068.
Jejim cilem je naplnéni pldnovaného uéelu projektu, ktery spolecné pfipravuji
nejvyznamné&jsi brn&nské univerzity a vyzkumné instituce, a to vybudovani evropského
centra excelence v oblasti véd o Zivé pfirodé a pokro¢ilych materidld a technologii.

Popis predmétu vefejné zakazky

Predmétem vefejné zakazky je dodévka nové rastrovaci Augerovy mikroskopie. Jedna se o
kompletni systém pro charakterizaci povrchd pevnych latek metodami rastrovaci
elektronové mikroskopie (SEM), Augerovy elektronové spektroskopie (AES), rastrovaci
Augerovy mikroskopie (SAM) a rastrovaci elektronové mikroskopie se spinoveé
polarizovanou detekci sekundarnich elektroni (SEMPA). Dodévka zahrnuje pIné funkeni
technologicky celek zahrnujici kompletni vakuovy systém sestévajici z analytické, preparacni
a zaklddaci komory, chladici systém, elektronovy tubus, elektronovy spektrometr pro
Augerovu elektronovou spektroskopii, analyzdtor pro spinové polarizovanou detekci
sekundarnich elektrond a neutraliza¢ni/odprasovaci iontovy zdroj. Systém je dodan vcetné
kompletniho fidiciho elektronického systému, a ovlddaciho PC s OS Windows 7/8. Systém
musi umoZfovat rutinni analyzu viech typd pevnych litek: kovd, polovodi¢l, oxidli a
polymer(l, a to i praskovych vzorkd. Systém musi byt schopen provadét chemickou
charakterizaci s vysokym lateralnim rozlidenim, prvkové a chemické zobrazovani a
mapovani, hloubkové profilovani.

Popis vzajemného vztahu pfedmétu vefejné zakazky a potfeb zadavatele
Realizace pfedmétu verejné zakézky vyrazné pfispéje k naplnéni potfeb zadavatele tim, Ze
umozni védeckym pracovnikéim projektu CEITEC dosaZeni jejich védecko-vyzkumnych cili a

UkolG v oblasti chemické analyzy rGznych druh( materiald a struktur s rozlidenim
v jednotkach nanometri pomoci Augerovské spektroskopie, ¢&imi pomdze ke splnéni cild
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vy$e uvedeného projektu.

d) P¥edpokladany termin splnéni vefejné zakazky

Predmét vefejné zakazky bude realizovan na zakladé kupni smlouvy, jez bude s vitéznym
uchaze€em uzaviena po jeho vyb&ru v otevieném fizeni. Pfistroj bude dodan do 8 mésici
ode dne uzavfeni kupni smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Projekt jako celek bude
ukonéen nejpozdéji do 31. 12. 2015.

e) Popis rizik souvisejicich s pin&nim vefejné zakazky, ktera zadavatel zohlednil pfi stanoveni
zaddvacich podminek
Zadavatel spatfuje riziko zejména v prodleni se zadanim zakézky, ¢imZ muzZe byt CasteCné
ohroZeny planované cile projektu CEITEC.

ODUVODNENT POZADAVKU NA TECHNICKE KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Zadavatel dale nemda potiebu zdlvodnit zvlastni vymezeni technickych kvalifikacnich
piedpokladii vefejné zakazky ve vztahu ke svym potfebam a k rizikim souvisejicim s
plnénim verejné zakazky.

. ODUVODNEN{ VYMEZEN{ OBCHODNICH PODMINEK |

Zadavatel dale nema potfebu zd(ivodnit zvlé$tni vymezeni obchodnich podminek verejné
zakdzky ve vztahu ke svym potfebam a k rizikim souvisejicim s pInénim verejné zakazky.

. ODUVODNEN{ VYMEZEN{ TECHNICKYCH PODMINEK i

Zadavatel dale zdtivodAuje vymezeni technickych podminek vefejné zakazky ve vztahu ke
svym potiebam a k rizikim souvisejicim s pInénim vefejne zakazky. Zdivodnéni jednotlivych
poZadavki je uvedeno v pfiloze tohoto dokumentu.

 ODUVODNENI STANOVENI ZAKLADNICH A DiL&icCH HODNOTICICH KRITERII A ZPUSOBU
HODNOCENI NABIDEK

a) Zadavatel dale zdGvodfiuje stanoveni zakladnich a dil€ich hodnoticich kritérii ve vztahu ke
svym potiebam.
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V Brné, dne 6. 11. 2014
fl \ —

JUDr. Pavel Vacek
pravnik CEITEC MU



Pfiloha €. 1 - odtivodnéni vymezeni technickych podminek

Pfiloha &. 1 - PODROBNE ODUVODNENI VYMEZENI TECHNICKYCH PODMINEK
,,RASTROVACI AUGEROVA MIKROSKOPIE - CEITEC MU“

Zakladni poZadavky zadavatele

Pfedmé&tem doddavky je kompletni systém pro charakterizaci povrchli pevnych latek metodami rastrovaci
elektronové mikroskopie (SEM), Augerovy elektronové spektroskopie (AES), rastrovaci Augerovy
mikroskopie (SAM) a rastrovaci elektronové mikroskopie se spinové polarizovanou detekci sekundarnich
elektron®i (SEMPA). Dodévka zahrnuje pIné funk&ni technologicky celek zahrnujici kompletni vakuovy
systém sestdvajici z analytické, preparalni a zaklddaci komory, chladici systém, elektronovy tubus,
elektronovy spektrometr pro Augerovu elektronovou spektroskopii, analyzétor pro spinove polarizovanou
detekci sekundéarnich elektron@ a neutralizaéni/odpra3ovaci iontovy zdroj. Systém je dodan véetné
kompletniho Fidiciho elektronického systému, a ovlddaciho PC s OS Windows 7/8. Systém musi umoZriovat
rutinni analyzu viech typd pevnych latek: kovl, polovodich, oxidl a polymerd, a to i praskovych vzorkd.
Systém musi byt schopen provadét chemickou charakterizaci s vysokym lateralnim rozlisenim, prvkové a
chemické zobrazovani a mapovani, hloubkové profilovani.

Poza-
A : e . : dovana { ni
Pozadované technické a funkéni viastnosti _ R ,I
hod- parametrd
nota
Umisténi v Véechny soucasti dodavaného zafizeni jsou kompatibilni s ANO

¢istém prostoru | laboratornimi prostory tfidy ¢istoty 100 000.

Systém v pIné konfiguraci je kompatibilni s umisténim v
atmosférickych podminkéch v prostfedi s kontrolovanou teplotou

;:gs;\;l[, 22°C + 1,5°C a vlhkosti 50 % + 10 % dosazené pomoci klimatizace. ANO | zakladni poZadavky
Kolisani t&chto podminek v zadaném rozsahu nema Zadny vliv na na umisténi pistroje
spravnou funkci pfistroje. do nové
M&Fici jednotka je vybavena vlastnim tlumicim systémem a bude zbudovanych
umist&na na betonovy blok o velikosti 250 x 350 centimetrd ANO centrélnich
¢tverednich. laboratofi CEITEC.

Rozméry

zafizeni Maximélni pidorysné rozméry opera¢niho pultu a HW, umisténého
ve vlastnich nosnych rédmech, nepfesahuji 200 x 350 centimetrd ANO

¢tverecnich. Operaéni pult bude umistén mimo betonovy blok.

Systém je vybaven analytickou komorou, preparacni komorou a
zakladaci komorou pro rychlé vklddani vzorkl bez porudeni vakua.
Obecny popis | Analyticka a preparaéni komora musi byt vybaveny zafizenim pro
gerpani, pro méfeni a sledovani tlaku a jsou vzajemné oddélené
ventily.

ANO Zékladni poZadavky
na vakuovy systém
tak, aby umozrioval

spolehlivé méfeni
vsech vzorkl v
prostiedi vakua a
ANO nedochazelo ke
kontaminaci vzorku.

PredCerpavaci jednotky pro turbomolekularni vyvévy budou
umistény v servisni mistnosti mimo vlastni laboratof podle
zadaného planku. V pFipadé, ze Cerpaci systém obsahuje olejovou
vyvévu, pak &erpaci systém je vhodnym zpisobem zajistén proti
vniku olejovych par do vakuovych komor v pfipadé
poruchy/nefunkénosti turbomolekularni vyvévy.

Cerpani




Systém je navrien na vypékani do teploty 150 °C; soucdsti dodavky

Vypékani je i pln& funké&ni vypékaci systém - tepelné izolatni obal, topna ANO
systému télesa, zdroje, programovatelné procedury vypékani, pojistné
interlocky.
V analytické a preparaéni komofe jsou zabezpegeny podminky
Zakladni tlak | velmi vysokého vakua (UHV). Tlak v analytické a preparacni komofe | ANO
po vypékaci procedufe a ochlazeni musf byt nizsi neZ 3e-10 mbar.
Tloustka sté&ny komory je minimélné 30 mm. Uvnitf je magneticky
§tit z Mu-metalu. Geometrie pfirub umoZriuje po natoéeni vzorku
- pomoci manipuldtoru méfeni metodami SAM, SEMPA, pfip. EBSD
Analyticka ; g i ; S
EBiHBE (EBSD neni soucasti dodavky). Komora je Cerpana iontovou ANO
vyvévou (min. 400 |/s) a titanovou sublimaéni vyvévou. PfedCerpani
zajiétuje turbomolekuldrni vyvéva (min. 2501/s). Komora obsahuje 5
pfirub pro uZivatelska rozsifeni.
Preparaéni komora obsahuje manipuldtor s moZnosti ohfevu
vzorku do 1500 °C pomoci ohfevu proudem ve vzorku a 800 °C
pomoci radiaéniho ohfevu. Komora obsahuje 8 pifirub pro
Preparatni uiivatelfké’rozéﬁeni. Rozméry a polorla pF’fru’b bUdOl:| speciﬁlfovény
komora po uzavieni smlouvy s dodavatelem. Cerpani pomoci iontove ANO
vyvévy 120 I/s a titanové sublimaéni vyvévy. Pfidavné erpani
turbomolekuldrni vyvévou pro vy$i plynovou zatéZ s Cerpaci
rychlosti >250I/s. Mé&Feni tlaku pomoci mérky s thoriovanym
vlaknem.
s Zakladaci komora slouZi k zaloZeni vzorkd a jejich nasledny
Zakladaci "y vod ik
komora transport do analytické komory bez porudeni vakua. Zakladaci a ANO
analyticka komora jsou vzajemné oddéleny ventilem a interlockem.
Zakladani vzork( | Procedura vymény vzorku trvd méné nez 30 minut. ANO
Soutasti zakladaci komory je transportn{ systém pro zavedeni
Transport o . : .
Bk vzorku do preparaéni komory. Systém obsahuje okénka pro ANO
pohodInou manipulaci a pfirubu pro radiacni ohfev vzorku.
B Arlla'lyti’ckév komora Je vybavena zasobnikem pro doCasné uloZeni ANG
minimalné 12 ks drzakd se vzorky.
Zakladni Systém je vybaven manipuldtorem vzorku s ¢tyFosou manipulaci (X, ANO 2
specifikace | Y, Z a naklon) umoZfiujici regulované ohfivani vzorku do 750 K. PoZadavky na
. Rozsah manipuldtoru je v osdch XYZ je miniméIné 10x10x10 mm, ANO m;mmélm’viahkost
naklon minimalné + 60 °. vzorku, na presnost
Pfesnost L ] o ] manipulatoru a
AR Manipulétor Ize dovybavit odeéitanim polohy a chlazenim vzorku ANO roz’sah tepl’ot, pfi
etk /statilita | ©O PIatl<b0K kterych musf systém
spolehlivé pracovat.
Velikost vzorku | Maximalni velikost vzorku je 12 x 15 x4 mm® véetné. ANO | Vy3siteploty jsou
ddlezité pro pfimé
Driak vzorku disponuje minimalné &tyfmi elektrickymi kontakty, k monitorovani znén,
Dridk vzorkii | vzorku je mo#né pipojit také dva impedanéné prizpiisobené vodice | ANO | ke kterym dochdzi za
s konektory pro pfenos vysokych frekvenci do 6 GHz nejméné. téchto teplot.
74Kladni Elektronovy tubus plné kompatibilni s UHV vybaven autoemisni Elektronovy tubus
s katodou (napf. typy Thermal Field Emitter, Field Emission Gun) o ANO slouzi jako zdroj
specifikace . s
energiovém rozsahu 100 eV aZ 30 keV. elektrond pro
Rozliseni < 3 nm pfi energii elektrond 15 keV, < 13 nm pfi energii Augerovskou
Lateralni elektrondl 1 keV pfi pracovni vzdalenosti 3 mm, v3e pfi proudu ve ANO Slaektl‘PSkDpii a
rozliseni stopé 1 nA a pfi pracovni vzddlenosti <8 mm. Rozlieni méfeno soutasné umoZnuje

metodou 20 % - 80 %.

zobrazovani vzorku v




Proud ve stopé minimalné 50 nA pfi energii 15 keV a rozliseni 12

rlznych rezimech a

Proud ve stopé | nm a 28 nA pfi energii 3 keV a rozlideni 18 nm. RozliSeni méfeno ANO pfi velkych
metodou 20 % - 80 %. zvétSenich.
Detel'cce’ Systém obsahuje detektor sekundérnich elektrond integrovany v
sekundarnich , ANO
3 elektronovém tubusu.
elektronu
Zakladni Hemisféricky elektronovy spektrometr pro Augerovu elektronovou ANO
specifikace | spektroskopii a rastrovaci Augerovu mikroskopii. Analyzétor pro
Laterdlni Rozllsenin< 6 nm va_| energii elektrom? 10 keV, <30 n’m ph energii metodu pro
FosilEant elektronii 5 keV pfi proudu elektrond 1 nA, rozliseni mereno ANO Augerovu
metodou 20 % - 80 %. spektroskopii je
Dt Celkova rychlost naéitani pulzl je > 70 Mcps (Mega counts per ANO klitovou soucasti
second) pro minimalné 7 kandld s proménnou vstupni clonou. pfistroje, pouZity
e ol Velikost driftu _obrazu <10 nm/10 hod. Zafizeni umoZriuje fizenou ANO princip jet\c) Ein‘nosti
kompenzaci driftu. do znaéné miry
g g | e e e : pfedurcuje
Tlak pfi méfeni | Pfi m&Feni &istého vzorku je tlak <3e-10 mbar ANO specifické aplikaéni
I— Polet detelfovan{/ch puls > 420 keps bez pozadi pfi’parametreech schop;}g::ézeleho
SEREH elektronového svazku: proud ve stopé 5 nA s energii elektrond 5 ANO oo o
keV; pro vzorek: Ag, ¢ira 352 eV, 0,5 % rozliseni a mensi.
ANO
Pojadavky na | Neutralizaci je moZno provadét pomoci iontti s energiemi ANO Neutralizace je
neutralizaci | minimalné od 10 eV do 5 keV, ovlddano pomoci SW. dulezita pro méfeni
Soutasti dodavky je i systém rozvodu plynu a jeho davkovani do nevodivych vzorki,
Rozvod plynu | iontového zdroje. Dodévka obsahuje také diferencialni Eerpani ANQ | iontovy zdroj mize
zdroje. alternativné slouZit
. ] o i . . ) pro hloubkové
Poz‘adavky’r na Systertl urj'lo’anJe hIggbkoﬂve profilovani pomoci iontového profilovani metodou
|ontvove’ ) odprasmlfa.m s erjergn iontd 1-5keVa proud?vctu hustotou’ >2mA | ANO Augerovy
odpraovani |/ cm?, minimaini proud 100 nA pro 15 eV, ovladano pomoci SW. spektroskopie
ANO
Systém umozriuje spinové polarizovanou detekci SEM pro
Zakladni zobrazovéni orientace magnetickych domén zaloZzenym na principu ANO ke :
specifikace | Spin Polarised Low Energy Electron Diffraction. Systém je plne Detekcm.syst:am pro
kompatibilni s podminkami UHV. spinove
polarizovany SEM je
Rozliseni Rozlideni pfi zobrazeni v modu SEMPA je <50 nm. ANO rovnéz ddleZitou
- > = S soudastf pistroje
Drift obrazu Velikost drlftu f)brazu <10 nm/10 hod. Zafizeni umozZnuje rizenou ANO umo3ujici méfent
komvp’en’zam c%rn‘tu. — I magnetickych
ReEadiavkymna Soucastl’fﬂoda\:fkyje (ctytka’nalovyv) cfetektor’pro soucfasne rlnerem vlastnosti vzorki.
detaltor dvou vzajemné ortogonalnich smérd s analyzou ve vice smérech ANO
(realizovanou napf. rotaci detektor().
Soutasti dodavky je i sada vzork( pro kalibraci pfistroje.
Standardni Demonstrace predepsanych parametr( prob&hne na testovacich ANO
testovaci vzorky | vzorcich, které zajisti dodavatel, pokud neni vyslovné uvedeno
jinak. Demonstraéni vzorky jsou soucasti dodavky. el ;
Systém bude dodan s kompatibilnim uzavienym ob&hovym s prlslfi.%enstw
Chladici systém | chladicim zaFizenim pro chlazeni SEM tubusu, véetné ANO p,r,o pr?m ;.
% 7 . oz e . v . pristrojem.
bezpe&nostnich prvka zamezujicich poSkozeni pFistroje.
. Systér’n jfa pFizpt‘.‘zsobervu k zavzdusnéni viech kornor dusfkem z
. centralniho rozvodu (Cistota 4.0). Akceptovanymi systemy pro ANO

pfipojeni rozvodu plynu k aparatufe jsou Swagelock a 1SO KF.




vy

Soutasti dodavky je poéita&(e) s ovlddacim a méficim software,
ktery slouzi k ovladani systému a méfeni a je vybaven dvéma

monitory s uhlopfigkou min 24" a rozlidenim min 1920x1200 bod .

Eosliac Datastanice na platformé Windows 7/8 md dostate¢ny vykon pro AND
kontrolu HW, SW a préci v béznych SW (MS Office, AutoCAD,
Adobe - nejsou souéasti dodavky).
Rizen{ systému a | Ridici datovy systém umoZiuje fizeni a automaticky zdznam ANO
méfeni dlezitych pFistrojovych parametr(i.
vilirednocent Vyhodnocovaci softw’are umoi’nuie zprvacovvéni‘Auger(?vari
it spekter. Vyhodnoceni dat musi byt sou€asné pfistupné také na ANO
nejméné tfech daliich poéitatich mimo pocita méfici.
P¥istroj obsahuje bezpe&nostni opatfeni chranicich pfistroj,
Bezpetnost vakuovy systém a elektroniku pfed vainym poskozenim v pfipadé ANO
systému prerudeni dodavky elektrické energie, poruse vodniho chlazeni a
vakuového éerpaciho systému.
Planovani Systém umoznuje pldnovani experimentt a analytickych procedur ANO
experimentu | pro automatizaci méfen.
Software musi obsahovat procedury pro kalibraci osy energie
Kalibragni analyzatoru a dalgich parametr(i nezbytnych pro spolehlivou funkci
zatizeni a vyhodnoceni méfenych dat. Systém obsahuje procedury ANO
procedury o i L
na uréeni transmisni funkce spektrometru nebo transmisni funkce
mérené na dodavaném pfistroji.
Souiasti doddavky je sada nahradnich dild na 1 rok obvykleho
Néhradni dily | provozu a souprava zakladnich nastroji pro préci s pfistrojem a ANO
jeho udrzbu.
Soutasti dodavky pfistroje je sada nastrojl pro préci se vzorky,
Nastroje drzak( vzorkh a zakladni spotfebni materidl slouZici k pfipeviiovani | ANO
vzorkd vech typd.
Souéasti doddvky jsou transportni naklady, sestaveni na pracovisti,
pfipojeni k pracovnim médiim, demonstrace a verifikace
garantovanych parametr(i na misté instalace. Instalace pfistroje v
Dodavka/ novych &istych prostorech centrdlnich laboratofi CEITEC prob&hne ANO
instalace v rozmezi let 2014 - 2015. Dodavka prob&hne nejpozdéji 10 mésicl
od podepsani smlouvy, nebude-li dohodnut pozdé&jsi termin z
ddvodu nepfipravenosti mista instalace. Pfesny termin doddvky
bude dodavateli avizovan minimalné 2 mésice dopfedu.
Soué&asti dodavky je inspekce zafizeni dvéma osobami objednatele 3 R
. . o ; Dodavka pfistroje,
Inspekce u v misté vyroby po dobu dvou dnd (8 hod/den), pfi které bude : v i
dodavatele ovéteny zakladni funkce systému. Souéasti inspekce je ovéfeni ANO mstaiace,’skule.m .
T i 5 " s Fsces budouci servis.
parametri pristroje - spinéni akceptacnich test(i v misté vyrobce.
Technicka Technicka podpora a servis se v zaru¢ni dobé Fidi standardnimi
.| podminkami a prob&hne do 20 pracovnich dnii od nahlaseni ANO
podpora a servis
poruchy.
74ruka Df)dava:cel poskytuje zaruku v délce nejméné 12 mésicl od data ANO
prevzeti.
Soukasti doddvky jsou névody a uZivatelské pfirucky dodané v
A — elektronické verzi v anglickém jazyce. Dodavka obsahuje tisténou ANO

verzi ufivatelské pfirucky s popisem zékladniho ovladdnim
pfistroje.




